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 イオンスパッタリング法により、アクリル、ABS、ナイロン及びガラス表面に

チタンを直接被覆し、その皮膜の電気抵抗を調べた。一般的に薄膜の抵抗率は

バルクに比べて大きく、成膜条件によってその値が大きくぱらつくことが知ら

れている。ここでは、その膜厚、基板材料と抵抗率との関係を調ベ、以下の結

果を得た。 

1. 皮膜の抵抗率（体積抵抗率）はバルクのそれよりも 7～20 倍大であった。  

2. 皮膜の厚さが 0.05μm 以下になると抵抗率は急激に増大する。  

3. 皮膜の抵抗率の大きさはガラス＜アクリル＜ABS＜ナイロンの順であり、

基板の表面粗さ（Rmax）が大となるに従って皮膜の抵抗率は大となる。  

4. プラスチック基板上に生成した金属皮膜の経時安定性は、ガラス基板上

のものよリ劣る傾向がある。 
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